



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

1. Современные плазменно-лазерные методы нанесения покрытий
2. Современные методы ионной и плазменной обработки материалов
3. Современные технологии вакуумно-плазменной обработки материалов
4. Современные плазменные методы получения покрытий с нанокристаллической и аморфной структурой
5. Современные технологии СВЧ и ВЧ-воздействия
6. Современные электронно-лучевые технологии
7. Современные ультразвуковые технологии
8. Лазерные микротехнологии.
9. Термическая обработка и закалка лазерным лучом.
10. Лазерная резка и прошивка отверстий.
11. Типовые электронно-лучевые установки. Общие принципы построения.
12. Технология электронно-лучевой литографии.
13. Оборудование электронно-лучевого испарения.
14. Нанесение покрытий из сплавов и химических соединений методом электронно-лучевого испарения.
15. Электронно-стимулированное травление.
16. Термическая размерная электронно-лучевая обработка.
17. Типовые ионно-лучевые установки. Общие принципы построения.
18. Возможности и перспективы ионно-лучевой литографии.
19. Особенности технологии ионного легирования материалов.
20. Модификация твердого тела при ионной бомбардировке.
21. Взаимодействие ионов с монокристаллами. Каналирование.
22. Оборудование ионного распыления материалов.
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